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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER TRANSPARENTEN UND LEITFÄHIGEN METALLOXID -00
SCHICHT DURCH GEPULSTES, HOCHIONISIERENDES MAGNETRONSPUTTERN

00 (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a transparent and conductive metal oxide layer on a Substrate,
wherein at least one component of the metal oxide layer is atomized by highly ionized, high power pulsed magnetron sputtering
and condenses on the Substrate, the pulses of the magnetron having a peak power density of more than 1.5 kW/cm2, the pulses of

- the magnetron having a duration of < 200 , and the average increase in current density during ignition of the plasma within an
interval, which is < 0.025 ms, being at least 106 A/(ms cm2) .

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer transparenten und leitfähigen Metalloxid-
Schicht auf einem Substrat, bei dem zumindest ein Bestandteil der Metalloxidschicht durch hochionisierendes, gepulstes Hochleis-
tungsmagnetronsputtern zerstäubt wird und auf dem Substrat kondensiert, wobei - die Pulse des Magnetrons eine Peakleistungs-
dichte aufweisen, die größer als 1,5 kW/cm 2 ist, - die Pulse des Magnetrons eine Zeitdauer haben, die < 200 ist, sowie - der
mittlere Stromflussdichteanstieg beim Zünden des Plasmas innerhalb eines Zeitintervall, das < 0.025 ms ist, mindestens 106 AJ
(ms cm2) beträgt.
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